Solution for researching

Ptfe Wafer-Reinigungskorb 4 Zoll Atzgestell Saure- Und
Laugenbestandig Individueller Maskentrager

Artikelnummer: PL-CP90

Einfuhrung

Prazisionsgefertigte PTFE-Atzkdrbe fiir die
Halbleiter-Waferreinigung und chemische
Prozesse. Diese saurebestandigen, hochreinen
Reinigungsgestelle gewahrleisten Null-
Kontamination in anspruchsvollen
Laborumgebungen. Vollstandig anpassbar, um
spezifische industrielle Masken- und
Waferabmessungen fur fortschrittliche
Fertigungs- und Forschungsanwendungen zu
erfullen.

Mehr erfahren

Halbleiter-Nassatzen

Photonenmaskenreinigung

Solarzellenfertigung

MEMS-Verarbeitung

Spurenmetallanalyse

Nanotechnologieforschung

Modellnummer

Materialkonstruktion

WafergroRen-
Kompatibilitat
Schlitzkonfiguration
Chemikalient 2o

Betriebstemperaturbereich
Oberflachenbeschaffenheit
Griffdesign
Entwasserungsdesign

Fertigungsmethode

Eintauchen von Siliziumwafern in saure Lésungen zum Entfernen
dinner Schichten oder Reinigen von Oberflachen.

Tragen empfindlicher Quarzmasken durch spezialisierte chemische
Wasch- und Spllzyklen.

Verarbeitung von Photovoltaik-Wafern wahrend der Texturierungs-
und Dotierungsreinigungsphasen.

Handhabung von mikroelektromechanischen Systemen in
verschiedenen chemischen Atzumgebungen.

Reinigung von Laborgerdten und Behéltern in hochreinen
Saurebadern vor analytischen Tests.

Handhabung experimenteller Substrate in neuartigen chemischen
Lésungen und reaktiven Umgebungen.

Spezifikationsdetails fir PL-CP90

PL-CP90

Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)

4-Zoll (Standard) / Vollstandig anpassbare Abmessungen

Anpassbare Anzahl von Schlitzen und Schlitztellungsabstand
Universelle Bestandigkeit gegen Sauren, Laugen und Lésungsmittel
-200°C bis +260°C

Prazisions-CNC-bearbeitet / Ultra-niedrige Oberflachenrauheit
Abtrennbare oder feste Stile erhéltlich (Anpassbar)
Hochdurchfluss-Open-Framework-Geometrie

End-to-end kundenspezifische CNC-Fertigung

Vollstandige Bestandigkeit gegen HF und andere aggressive Atzmittel
gewahrleistet Null-Materialabbau.

Kontakt mit materialschonendem Material verhindert
Oberflachenschaden an komplexen Maskenmustern.

Hohe Durchsatzkapazitdat und chemische Stabilitat verbessern die
Gesamtfertigungseffizienz.

Prazisionsschlitze stellen sicher, dass kleine und fragile Komponenten
wahrend der Bewegung sicher gehalten werden.

Vermeidet Kreuzkontamination durch Bereitstellung einer metallfreien
Reinigungsumgebung.

Vielseitigkeit in Temperatur- und chemischer Kompatibilitat
unterstitzt verschiedene Forschungsprotokolle.
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Bestelltyp Kundenspezifische Produkte basierend auf Kundenspezifikationen
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